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摘 要

本文應用物理氣相沉積技術方式製作出表面聲波元件、(002)方向性氮化鋁薄膜以及微型氣體感測器等三種產品，其主要內

容為1.表面聲波濾波器之製作選用ST斷面石英壓電基板，在其上利用電子束蒸鍍法沉積上鋁金屬作為交叉指狀電極材料

。2.利用磁控式濺鍍法分別於玻璃基材與石英基板上沉積具有(002)方向性之氮化鋁薄膜，其檢驗方式採用X光繞射儀(XRD)

判斷其晶格組成結構，此外亦採用掃描式電子顯微鏡(SEM)對氮化鋁表面微結構進行觀察。3.氣體感測器元件利用DC直流

反應式濺鍍法以及RF交流射頻濺鍍法沉積三種不同之氣體感測層(二氧化錫、氧化鎳、三氧化鎢)，分別對氧氣、甲醛、苯

氣體感測。本實驗製作之氣體感測器經實驗數據歸納後發現，較傳於統氣體感測器具有微小尺寸低損耗之特性，同時亦具

有良好氣體感測之特性。
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